Nazev verejné
zakazky:

Dodavka pristroje pro Ramanovu spektroskopii (systém UV - IR) pro
projekt NTIS

l. Oduvodnéni vymezeni technickych podminek podle § 156 odst. 1 pism. c) ZVZ

Technicka podminka:

prvni  (NUV) laser musi
emitovat nejméné jednu
vinovou délku zintervalu
325-355 nm

druhy (VIS) laser
emitovat vinovou
532 nm

musi
délku

treti (NIR) laser musi
emitovat nejméné jednu
vinovou délku zintervalu
785-830 nm

pro kazdou vinovou délku
musi byt k dispozici
pFislusné filtry
(edge/bandpass filters)
potladujici Rayleighovo
zafeni, filtry musi
umozfiovat méfeni od <100
cm™ pro VIS a NIR laser a
od <200 cm™ pro NUV
laser

vykon laser dopadajici na

jednotku plochy
zkoumaného vzorku musi
byt mozné v Sirokém

rozsahu (min. 100 x) ménit

Oduvodnéni

V ptipadé méteni Ramanovych spekter: Pro kazdy excitaéni laser plati, Ze v blizkosti jeho
vinové délky maZe dochazet k fluorescenci materialu. Intenzita fluorescence je vySSi nez
intenzita Ramanova signalu, a znemozni tak jeho méreni. Pristroj bude vyuZivan i pro
analyzy dvoufazovych materidla, kde muZe dochézet k fluorescenci na dvou raznych
vinovych délkach. Dostupnost méteni s riznymi excita¢nimi lasery s navzajem dostatecné
vzdalenymi vinovymi délkami umozni spektralng oddélit fluorescenci od Ramanova signalu.

V pripadé¢ meteni luminiscencnich spekter: Jeden z laserd musi mit dostateéné vysokou
energii (dostateén¢ kratkou vinovou délku) pro vybuzeni luminiscence v Sirokém rozsahu.

Pro kazdy excita¢ni laser plati, Ze v blizkosti jeho vinové délky muaze dochézet k fluorescenci
materidlu. Intenzita fluorescence je vyssi nez intenzita Ramanova signalu, a znemozni tak
jeho meéteni. Pristroj bude vyuZivan i pro analyzy dvoufazovych materialda, kde muze
dochézet k fluorescenci na dvou raznych vinovych délkéch. Dostupnost méteni s riznymi
excitaénimi lasery s navzajem dostatecné vzdalenymi vinovymi délkami umozni spektraing
odd¢lit fluorescenci od Ramanova signélu. Lasery s vinovou délkou 532 nm jsou (jakoZto
pevnolatkové) zndmy mimoradné vysokou Zivotnosti.

Pro kazdy excita¢ni laser plati, Ze v blizkosti jeho vinové délky maze dochazet k fluorescenci
materidlu. Intenzita fluorescence je vyssi nez intenzita Ramanova signalu, a znemozni tak
jeho meéteni. Pristroj bude vyuZivan i pro analyzy dvoufazovych materialda, kde muzZe
dochézet k fluorescenci na dvou raznych vinovych délkéch. Dostupnost méteni s riznymi
excitaénimi lasery s navzajem dostatecné vzdalenymi vinovymi délkami umozni spektraing
oddélit fluorescenci od Ramanova signélu.

Filtry potlacujici Rayleighovo zateni jsou nutnou podminkou pro to, aby méfeni
Ramanovych spekter byla moZna. Méfeni od nizkych vinoéta jsou vyznamnd zejména pro
materialy obsahujici t&Zké prvky.

Divodem je ochrana analyzovanych vzorka pred poskozenim (moZnost sniZit vykon laseru).




charakterizované  vzorky
musi byt osvétlovany z
meéfené strany (reflected
illumination, nikoliv
transmitted illumination)

pFistroj musi byt vybaven

posuvnym stolkem
(drzakem vzorku()
ovlddanym ze softwaru
pristroje, s minimalnim
krokem <100 nm ve

vodorovnych smeérech a
<100 nm ve svislém sméru

pFistroj musi umoznovat
automatické mapovani,
vCetné autofokusace v

pfipadé mapovéani povrchu
nerovnych vzorka.
Maximalni mozna rychlost
mapovani musi byt 21 bod
(1 spektrum) / 20 ms

lasery musi byt pevné
umistény, prepinani mezi
nimi musi byt automatické
ze softwaru pFistroje
(pfepinani  uvniti  optiky
pfistroje v pfipadé zmény
laseru muze byt manualni,
nesmi vSak byt c&asové
naro¢né [max. 1 minuta] a
nesmi vyzadovat
naslednou kalibraci  /
testovaci méreni)

optika pFistroje musi
umoznovat praci S
vinovymi délkami vSech

excitacnich lasert (vCetné
NUV)

pro praci ve viditelné (VIS)
a blizké infraervené (NIR)
oblasti musi byt mikroskop
vybaven nejméné tremi
objektivy se zvétSenimi 5-
10x, 20-50x a =100x.
Jeden z prvnich dvou
objektivi (5-10x nebo 20-
50x) musi mit pracovni
vzdalenost 28 mm. Treti
objektiv (=100x) musi mit
numerickou aperturu 20.85
a pracovni vzdalenost <0.4
mm.

Pristroj bude vyuZzivan pro analyzy tenkovrstvych materidld na prevazné neprahlednych
substrétech

Pristroj bude vyuZivadn pro analyzy nanostrukturnich materiald a pro analyzy materialt
s povrchovou vrstvickou jiného sloZeni (napi. zoxidovanou).

Pristroj musi umozniovat vytvareni velkych map (nejméné tisice boda na jednu mapu).
Uvedend rychlost zajisti, Ze rychlost mapovéni bude zaviset pouze na poZadovaném poméru
signalu a Sumu, tj. Ze mapovani nebude zdrzovano hardwarem pristroje.

Diavodem je zvySeni rychlosti a flexibility mefeni a sniZeni pravdépodobnosti rozladéni nebo
poskozeni piistroje.

Nutnd podminka pro to, aby méteni Ramanovych spekter byla moZzna. Optika umoZaujici
méteni s NUV laserem ¢asto neni soucasti zakladni vybavy.

Mikroskop musi umoznit zobrazeni razn¢ velkych nehomogenit. Velka pracovni vzdalenost
je nutnd pro ptipadné analyzy nerovnych vzorkda. Velkd numericka apertura (spolu s malou
pracovni vzdalenosti) objektivu s nejvétsim zvétSenim je nutnd pro vysoké rozliseni ve
svislém smeéru.




pro praci v blizké
ultrafialové (NUV) oblasti
musi byt mikroskop
vybaven nejméné dvéma
objektivy se zvétSenimi 5-
15x a 240x

pfi  pfepnuti laserd i
objektiva musi byt
zachovano umisténi méfici
stopy

pFistroj musi byt vybaven
CCD detektorem/Cipem s
kvantovou acéinnosti
nejméné 25% v rozmezi
250-850 nm a velikosti
nejméné 1024 bodl ve
sméru, ve kterém dochazi
k rozkladu spektra. Plati
pro kazdy detektor, pokud
pFistroj pro rdzné vinové
délky vyuziva rizné.

pFistroj musi poskytovat
spektralni rozliseni
(dvojnasobek disperze) <2
cm™ pro VIS a NIR laser, a
<4 cm™ pro UV laser (plati
vzdy pro nejméné jeden
monochromator/spektrograf
nebo mfiZzku v ném, pokud
pFistroj vyuZziva razné)

pFistroj musi umoznovat
meéfeni luminiscencnich
spekter Y intervalu

vinovych délek od vinové
délky NUV laseru do 21000
nm, véetné  vybaveni
potfebnymi filtry

pFistroj musi byt
zakrytovan, pozadi meéfeni

nesmi byt ovlivnéno
dennim svétlem v mistnosti

JUDr. Daniel Volopich

Mikroskop musi umoZznit zobrazeni razné velkych nehomogenit. Optika umoZiujici mereni
s NUV laserem ¢asto neni soucasti zakladni vybavy.

Divodem je zvySeni flexibility metfeni (analyza téZe plochy na vzorku raznymi excitaénimi
lasery).

Uvedené hodnoty umozni mereni s vysokym pomérem signélu k Sumu, tj. registraci vSech
existujicich pika. Zejména v NUV oblasti neni uvedenda kvantova d¢innost samoziejmosti.

Uvedené hodnoty umozni spektralni oddéleni blizkych pika, tj. ziskdni maxima informace
0 analyzovaném vzorku.

komplexni informace o materialech. VInova délka NUV laseru je principialn& nejnizsi kde
pristroj dokaze luminiscenci vybudit.

Takovyto kryt umozni umisténi pristroje v laboratori vyuZivané zaroven i pro jiné Gcely.
Z&roven zvysi bezpecnost obsluhy.
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